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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Dioden-
laser mit hoher Effizienz und ein Verfahren zu dessen
Herstellung.

Stand der Technik

[0002] GaAs-basierte Breitstreifenlaserdioden errei-
chen hohe Leistungen > 5 W mit gutem Wirkungsgrad >
60 %, weisen jedoch eine spektrale Breite > 2 nm mit
relativ starker Temperaturempfindlichkeit > 0,3 nm/K auf.
Anwendungen wie das Pumpen von Festkérperlasern
mit schmalen Absorptionsbanden erfordern jedoch eine
héhere Stabilitat der Emissionswellenlénge.

[0003] Eine Stabilisierung der Emissionswellenlange
kann erzielt werden, indem ein Braggsches Gitter (nach-
folgend auch als Bragg-Gitter bezeichnet) in den Laser
integriert wird. Dadurch kann eine spekirale Breite < 1
nm mit verbesserter Temperaturempfindlichkeit < 0,1
nm/K erreicht werden.

[0004] Die Verwendung von Braggschen Gittern in Di-
odenlasern ist beispielsweise aus DE 10 2009 028 823
A1, US 6,459,715 B1 und US 6,560,259 B1 bekannt.
[0005] Aus US 2002/0127755 A1 istbekannt, dass die
Verwendung von aluminiumhaltigen Materialien (z.B.
AlGaAs als halbleitendes aluminiumhaltiges Material) fur
Laserdesigns mit Emissionswellenlange im Bereich von
600 nm bis 1600 nm vorteilhaftist. Das epitaktische Uber-
wachsen solcher Materialien ist jedoch problematisch.
Durch die Praparation eines Bragg-Gitters aulierhalb
des Epitaxie-Reaktors (z.B. an Luft), wird die freiliegende
(aluminiumhaltige) Halbleiteroberflache oxidiert. Anders
als beispielsweise Galliumoxid, lasst sich Aluminiumoxid
anschlieRend nicht mehr thermisch desorbieren oder an-
derweitig effizient entfernen. Dies flhrt zu einem defek-
treichen Kiristallwachstum der Folgeschichten. Gleich-
zeitig ist die Defektpropagationsrate in aluminiumhalti-
gen Schichten besonders hoch, so dass eingebaute De-
fekte sehr weitreichend sein kénnen.

[0006] Die Implementierung eines Bragg-Gitters zur
Stabilisierung der Emissionswellenlange in konventio-
nellen Laserdioden mit aluminiumhaltigen Schichten
gehtnachteilhaft mit einer starken Reduzierung der Leis-
tung bzw. mit einem stark reduzierten Wirkungsgrad ein-
her.

[0007] Aus US 2005/0208768 A1 ist ein zweistufiger
Herstellungsprozess bekannt, bei dem zunéchst in ei-
nem ersten Reaktor durch einen Atzprozess eine Gitter-
maske in einer Schicht aus einem Halbleitermaterial er-
zeugt wird und anschlieBend in einem zweiten Reaktor
das Gitter in eine darunter befindliche Schutzschicht
Obertragen wird. Die Schutzschicht schitzt dabei eine
unmittelbar unterhalb der Schutzschicht angeordnete
oxidationsempfindliche Halbleiteroberflache. Dabei soll-
te jedoch ein stérender Einfluss der Schutzschicht még-
lichst gering gehalten werden.
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Offenbarung der Erfindung

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Diodenlaser mit aluminiumhaltigen Schich-
ten und einem zur Stabilisierung der Emissionswellen-
l&ange implementierten Bragg-Gitter zu beschreiben, der
im Vergleich zu herkémmlichen Laserdioden mit einem
monolithisch integrierten Bragg-Gitter eine héhere Leis-
tung und/oder einen héheren Wirkungsgrad aufweist. Ei-
ne weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht
darin, ein Verfahren zur Implementierung eines Bragg-
Gitters in eine aluminiumhaltige Schicht anzugeben, das
im Vergleich zu herkdmmlichen Verfahren nur zu einem
sehr geringfligigen Einbau von Sauerstoffatomen in den
Halbleiterkristall der aluminiumhaltigen Schicht fihrt.
[0009] Diese Aufgaben werden erfindungsgeman
durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 geldst.
ZweckmaRige Ausgestaltungen der Erfindung sind in
den Unteranspriichen enthalten.

[0610] Die Idee der vorliegenden Erfindung besteht
darin, dass zur Einbringung des Bragg-Gitters eine Auf-
teilung des Wachstumsprozesses in zwei Teilschritte
vorgesehen wird, wobei eine kontinuierliche aluminium-
freie Schicht und eine aluminiumfreie Maskenschicht in
einem ersten Wachstumsprozess derart aufgebracht
werden, dass die aluminiumhaltige Schicht vollsténdig
von der kontinuierlichen aluminiumfreien Schicht Uber-
deckt wird. Daher kann eine Strukturierung der Masken-
schicht auRerhalb eines Reaktors erfolgen, ohne dass
es zu einer ungewollten Oxidation der aluminiumhaltigen
Schicht kommt.

[0011] Durch Atzunginnerhalb eines Reaktors wird die
Strukturierung der Maskenschicht derart in die alumini-
umfreie Schicht oder in die aluminiumfreie Schicht und
in die darunter liegende aluminiumhaltige Schicht abge-
formt, dass ein Bragg-Gitter entsteht. Darauf wird eine
zweite bevorzugt aluminiumhaltige Schichtinnerhalb des
Reaktors epitaktisch aufgewachsen.

[0012] Das erfindungsgemaRe Verfahren zur Herstel-
lung eines Diodenlasers weist folgende Verfahrens-
schritte auf: Ausbilden einer ersten Mantelschicht, einer
ersten Wellenleiterschicht, einer aktiven Schicht, einer
zweiten Wellenleiterschicht, und einer zweiten Mantel-
schicht, wobei mindestens eine Schicht ausgewahlt aus
der Gruppe erste Mantelschicht, erste Wellenleiter-
schicht, zweite Wellenleiterschicht und zweite Mantel-
schicht eine erste aluminiumhaltige Schicht aufweist;
und Ausbilden eines Bragg-Gitters auf oderinnerhalb der
ersten aluminiumhaltigen Schicht, wobei die Ausbildung
des Bragg-Gitters folgende Schritte umfasst:

a) auf die erste aluminiumhaltige Schicht werden in-
nerhalb eines Reaktors eine kontinuierliche alumini-
umfreie Schicht und nachfolgend auf die aluminium-
freie Schicht eine kontinuierliche aluminiumfreie
Maskenschicht derart aufgebracht, so dass die erste
aluminiumhaltige Schicht vollstédndig von der konti-
nuierlichen aluminiumfreien Schicht (iberdeckt wird,
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b)nachfolgend wird eine Lackmaske (aulRerhalb des
Reaktors) auf die kontinuierliche Maskenschicht auf-
gebracht und strukturiert, und nachfolgend wird die
kontinuierliche Maskenschicht durch Atzung (auRer-
halb des Reaktors) derart strukturiert, dass die Mas-
kenschicht der Struktur der Lackmaske entspricht
oder im Wesentlichen entspricht, die aluminiumfreie
Schicht zumindest teilweise freiliegt und die alumi-
niumhaltige Schicht von der aluminiumfreien Schicht
vollsténdig Uberdeckt wird,

¢) nachfolgend wird die aluminiumfreie Schicht in-
nerhalb eines Reaktors unter Verwendung der struk-
turierten Maskenschicht als Atzmaske derart geéatzt,
dass die aluminiumfreie Schicht eine Gitterstruktur
aufweist, ohne dass die erste aluminiumhaltige
Schicht freigelegt wird (erste, bevorzugte Ausfih-
rungsvariante), oder die erste aluminiumhaltige
Schicht wird zwischen den Gitterstegen der alumi-
niumfreien Schicht freigelegt (zweite, besonders be-
vorzugte Ausfilhrungsvariante), oder es wird geétzt,
bis die Gitterstruktur in die erste aluminiumhaltige
Schicht selbst abgeformt ist (dritte, bevorzugte Aus-
flhrungsvariante),

d) nachfolgend wird innerhalb eines Reaktors eine
zweite (vorzugsweise) aluminiumhaltige Schicht
aufgebracht, dadurch gekennzeichnet, dass

die aluminiumfreie Schicht vor Durchfihrung des Verfah-
renschrittes d) derart strukturiert wird, dass die alumini-
umhaltige Schicht von der aluminiumfreien Schicht nicht
freigelegt wird, oder dass die aluminiumfreie Schicht vor
Durchflihrung des Verfahrenschrittes d) vollstandig weg-
geatzt wird.

[0013] Vorzugsweise wird die kontinuierliche alumini-
umhaltige Schicht in Schritt a) innerhalb eines Reaktors
aufgewachsen.

[0014] Vorzugsweise wird Verfahrensschritt b) auler-
halb des in Verfahrensschritt a) verwendeten Reaktors
durchgefihrt.

[0015] Vorzugsweise wird fUr die Verfahrensschritte
a), ¢) und d) derselbe Reaktor verwendet.

[0016] Vorzugsweise ist der Sauerstoffpartialdruck in-
nerhalb des Reaktors wahrend der Verfahrensschritte a),
¢) und d) kleiner als 5*10-% Pa, bevorzugter kleiner als
1*107 Pa.

[0017] Vorzugsweise ist der Sauerstoffpartialdruck
wahrend der Durchfiihrung des Verfahrensschrittes b)
(vorzugsweise an Raumluft, 20°C) gréRer als 5106 Pa,
bevorzugter gréRer als 5*10-5 Pa.

[0018] Vorzugsweise wird die Lackmaske derart struk-
turiert, dass sie der Struktur des auszubildenden Bragg-
Gitters entspricht oder im Wesentlichen entspricht.
[0019] Vorzugsweise wird die aluminiumfreie Schicht
vor Durchfiibrung des Verfahrenschrittes d) im Reaktor
unter Einsatz eines &tzenden gasférmigen Mediums
(z.B. CBry, CCl4 0.8.) derart strukturiert, dass Teilberei-
che der aluminiumhaltigen Schicht von der aluminium-
freien Schicht freigelegt werden.
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[0020] Vorzugsweise wird die aluminiumfreie Schicht
vor Durchfiihrung des Verfahrenschrittes d) derart struk-
turiert, dass Teilbereiche der aluminiumhaltigen Schicht
von der aluminiumfreien Schicht freigelegt werden.
[0021] Vorzugsweise wird die Maskenschicht vor
Durchfiihrung des Verfahrenschrittes d)im Reaktor unter
Einsatz eines dtzenden gasférmigen Mediums vollstan-
dig weggeatzt.

[0022] Vorzugsweise wird die aluminiumfreie Schicht
vor Durchfiibrung des Verfahrenschrittes d) in den frei-
gelegten Bereichen vollsténdig weggeétzt.

[0023] Vorzugsweise wird die aluminiumfreie Schicht
vor Durchfiihrung des Verfahrenschrittes d) vollstandig
weggeatzt (fur die dritte, bevorzugte Ausfuhrungsvarian-
te).

[0024] Die aluminiumfreie Maskenschicht und die alu-
miniumfreie Schicht kdnnen auch aus mehreren, jeweils
aluminiumfreien Teilschichten bestehen oder eine ge-
meinsame Schicht bilden, was unter bestimmten Um-
standen vorteilhaft fiir die technologische Herstellung der
Gitterstruktur sein kann, z.B. durch die Anwendbarkeit
von selektiven Atzprozessen.

[0025] Vorzugsweise wird als aluminiumfreie Masken-
schicht Galliumarsenid oder Galliumarsenidphosphid
verwendet. Vorzugsweise wird als aluminiumfreie
Schicht ein Verbindungshalbleiter-Material, welches aus
den Elementen Indium, Gallium, Phosphor, Arsen, Anti-
mon und Stickstoff bestehen kann, verwendet, also zum
Beispiel Galliumarsenid, Galliumindiumphosphid oder
Galliumarsenidphosphid.

[0026] Vorzugsweise wird fur die Verfahrensschritte
a), ¢) und d) derselbe Reaktor verwendet.

[0027] Der erfindungsgeméafie Diodenlaser umfasst:
eine erste (vorzugsweise n-leitend ausgebildete) Man-
telschicht, eine erste (vorzugsweise n-leitend ausgebil-
dete) Wellenleiterschicht, die auf der ersten Mantel-
schicht angeordnet ist, eine aktive Schicht, die zur Strah-
lungserzeugung geeignet ist und die auf der ersten Wel-
lenleiterschicht angeordnet ist, eine zweite (vorzugswei-
se p-leitend ausgebildete) Wellenleiterschicht, die auf
der aktiven Schicht angeordnet ist, und eine zweite (vor-
zugsweise p-leitend ausgebildete) Mantelschicht, die auf
der zweiten Wellenleiterschicht angeordnet ist, und ein
Bragg-Gitter, wobei mindestens eine Schicht ausgewahit
aus der Gruppe erste Mantelschicht, erste Wellenleiter-
schicht, zweite Wellenleiterschicht und zweite Mantel-
schicht aluminiumhaltig ist; und wobei das Bragg-Gitter
auf oder innerhalb der mindestens einen aluminiumhal-
tigen Schicht ausgebildet ist, wobei die Grenzflache zwi-
schen dem Bragg-Gitter und der mindestens einen alu-
miniumhaltigen Schicht eine Konzentration von Sauer-
stoff kleiner als 1 % (< 101° cm-3), bevorzugter kleiner
als 0,1 % (< 1018 cm-3) und noch bevorzugter kleiner als
0,01 % (< 1017 cm3) aufweist. Die Grenzflache hat vor-
zugsweise eine Dicke von bis zu 50 nm.

[0028] Esistbevorzugt, dass sich der Aluminiumgehalt
der ersten aluminiumhaltigen Schicht vom Aluminiumge-
halt der in Verfahrenschritt d) aufgebrachten, zweiten
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aluminiumhaltigen Schicht unterscheidet. In einer alter-
nativen, bevorzugten Ausflhrungsvariante, ahnelt oder
entspricht der Aluminiumgehalt der ersten aluminiumhal-
tigen Schicht dem Aluminiumgehalt der in Verfahren-
schritt d) aufgebrachten, zweiten aluminiumhaltigen
Schicht.

[0029] Als aluminiumfreie Schicht im Sinne der vorlie-
genden Erfindung wird vorzugsweise eine Schicht mit
einem Aluminiumgehalt von weniger als 3 % (bezogen
auf das Volumen), bevorzugter weniger als 1 % und noch
bevorzugter weniger als 0,1 % verstanden. Als alumini-
umhaltige Schicht im Sinne der vorliegenden Erfindung
wird vorzugsweise eine Schicht mit einen Aluminiumge-
halt von mehr als 3 % (bezogen auf das Volumen), be-
vorzugter mehr als 5 % und noch bevorzugter mehr als
10 % verstanden.

[0030] Die Idee der vorliegenden Erfindung besteht
gemal einem zweiten Aspekt darin, dass eine alumini-
umhaltige Schicht unter Aufteilung des Wachstumspro-
zesses in zwei Teilschritte zu strukturieren, wobei eine
kontinuierliche aluminiumfreie Schicht und eine alumini-
umfreie Maskenschicht nach dem ersten Wachstums-
prozess kontinuierlich (auf eine unstrukturierte alumini-
umhaltige Schicht) derart aufgebracht werden, dass die
aluminiumhaltige Schicht vollstandig von der kontinuier-
lichen aluminiumfreien Schicht Uberdeckt wird. Daher
kann die Strukturierung (der Maskenschicht) auBerhalb
eines Reaktors erfolgen, ohne dass es zu einer unge-
wollten Oxidation der (ansonsten) freiliegenden alumini-
umhaltigen Halbleiteroberflaiche kommt. Die weitere
Strukturierung der kontinuierlichen aluminiumfreien
Schicht und damit der aluminiumhaltigen Schicht erfolgt
dann wieder innerhalb eines Reaktors bei ausreichend
niedrigem Sauerstoffpartialdruck.

[0031] Das erfindungsgemale Verfahren zur Herstel-
lung einer strukturierten aluminiumhaltigen Schicht weist
folgende Verfahrensschritte auf:

e) Bereitstellen einer kontinuierlichen aluminiumhal-
tigen Schicht,

f) auf die kontinuierliche aluminiumhaltige Schicht
wird innerhalb eines Reaktors eine kontinuierliche
aluminiumfreie Schicht aufgebracht, und nachfol-
gend auf die aluminiumfreie Schicht eine kontinuier-
liche aluminiumfreie Maskenschicht derart aufge-
bracht, dass die aluminiumhaltige Schicht vollstan-
dig von der kontinuierlichen aluminiumfreien Schicht
iberdeckt wird,

g) nachfolgend wird eine Lackmaske auf die konti-
nuierliche Maskenschicht aufgebracht und struktu-
riert, und nachfolgend wird die kontinuierliche Mas-
kenschicht durch Atzung derart strukturiert, dass die
Maskenschicht der Struktur der Lackmaske ent-
spricht oder im Wesentlichen entspricht, die alumi-
niumfreie Schicht zumindest teilweise freiliegt und
die aluminiumhaltige Schicht von der aluminiumfrei-
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en Schicht vollstandig Uberdeckt wird,

h) nachfolgend wird die aluminiumfreie Schicht in-
nerhalb eines Reaktors durch Atzung der strukturier-
ten Maskenschicht derart strukturiert, dass die alu-
miniumfreie Schicht eine Gitterstruktur aufweist, und

i) nachfolgend wird innerhalb eines Reaktors eine
zweite vorzugsweise aluminiumhaltige Schicht auf-
gebracht.

[0032] Vorzugsweise wird die kontinuierlich alumini-
umhaltige Schicht in Schritt ) innerhalb eines Reaktors
aufgewachsen.

[0033] Vorzugsweise wird Verfahrensschritt g) auler-
halb des in Verfahrensschritt f) verwendeten Reaktors
durchgefilhrt. Vorzugsweise ist der Sauerstoffpartial-
druck innerhalb des Reaktors wahrend der Verfahrens-
schritte e), f), h) und i) kleiner als 5*10-6 Pa, bevorzugter
kleiner als 110-7 Pa. Vorzugsweise ist der Sauerstoff-
partialdruck wahrend der Durchfiihrung des Verfahrens-
schrittes g) gréRer als 510-6 Pa, bevorzugter groRer als
5105 Pa.

[0034] Vorzugsweise wird die aluminiumfreie Schicht
vor Durchfihrung des Verfahrenschrittes i) derart struk-
turiert, dass Teilbereiche der aluminiumhaltigen Schicht
von der aluminiumfreien Schicht freigelegt werden.
[0035] Vorzugsweise wird die Maskenschicht vor
Durchfiihrung des Verfahrenschrittes i) vollstandig weg-
geétzt. Vorzugsweise wird die aluminiumfreie Schicht vor
Durchfiihrung des Verfahrenschrittes i) vollstandig weg-
geatzt.

[0036] Die aluminiumfreie Maskenschicht und die alu-
miniumfreie Schicht kdnnen auch aus mehreren, jeweils
aluminiumfreien Teilschichten bestehen oder eine ge-
meinsame Schicht bilden, was unter bestimmten Um-
standen vorteilhaft fur die technologische Herstellung der
Gitterstruktur sein kann, z.B. durch die Anwendbarkeit
von selektiven Atzprozessen.

[0037] Vorzugsweise wird als aluminiumfreie Schicht
ein Verbindungshalbleiter-Material, welches aus den
Elementen Indium, Gallium, Phosphor, Arsen, Antimon
und Stickstoff bestehen kann, verwendet, also zum Bei-
spiel Galliumarsenid, Galliumindiumphosphid oder Gal-
liumarsenidphosphid. Vorzugsweise wird flr die Verfah-
rensschritte e), f), h) und i) derselbe Reaktor verwendet.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0038] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausfihrungsbeispielen naher erldutert. Es zeigen:

Fig.1  eine erfindungsgemaRe Laserdiode gemaR ei-
nem ersten Ausfiihrungsbeispiel in schemati-
scher perspektivischer Darstellung,

Fig.2 eine erfindungsgemaRe Laserdiode geman ei-

nem zweiten Ausfllhrungsbeispiel in schemati-
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scher perspektivischer Darstellung,
Fig. 3  die einzelnen Schritte zur erfindungsgemaRien
Herstellung eines Bragg-Gitters in der erfin-
dungsgemaRen Laserdiode gemaf einer ers-
ten, zweiten und dritten bevorzugten Ausfih-
rungsvariante, und
Fig.4 den Zusammenhang zwischen der Atzzeit und
dem Sauerstoffgehalt in der Grenzschicht zwi-
schen dem Bragg-Gitter und der (mindestens
einen aluminiumhaltigen) Wellenleiterschicht.

Ausfiihrliche Beschreibung der Zeichnungen

[0039] Fig. 1 und 2 zeigen beispielhaft je eine erfin-
dungsgemalie Laserdiode in schematischer perspektivi-
scher Darstellung.

[0040] Die erfindungsgemé&Re Laserdiode weist einen
vertikalen Schichtaufbau mit einem Substrat 28, einer
darauf angeordneten, ersten n-leitenden Mantelschicht
14, einer darauf angeordneten, ersten n-leitenden Wel-
lenleiterschicht 12, einer darauf angeordneten aktiven
Schicht 10, einer darauf angeordneten, zweiten p-leiten-
den Wellenleiterschicht 16 und einer darauf angeordne-
ten, zweiten p-leitenden Mantelschicht 18 auf.

[0041] Weiterhin weist die Laserdiode vorzugsweise
Kontakte 30 und 32 zur Injektion von Ladungstragern
auf. Durch die so gebildete Struktur kbnnen Ladungstra-
ger einer ersten Polaritat jeweils Ober den ersten Kontakt
32, die erste Mantelschicht 14 (hier vorzugsweise n-lei-
tend) und die erste Wellenleiterschicht 12 (hier vorzugs-
weise n-leitend) in die aktive Schicht 10 und Ladungs-
tréager der entgegengesetzten Polaritat jeweils Uber den
zweiten Kontakt 30, die zweite Mantelschicht 18 (hier
vorzugsweise p-eitend) und die zweite Wellenleiter-
schicht 16 (hier vorzugsweise p-leitend) ebenfalls in die
aktive Schicht 10 gelangen und dort rekombinieren, wo-
durch eine Emission von Licht hervorgerufen wird.
[0042] Zur Stabilisierung der Emissionswellenlange
wird ein Braggsches Gitter 20 mittels eines zweistufigen
Epitaxieprozesses in den Laser integriert. Das Bragg-
sche Gitter 20 kann innerhalb der p-leitenden (zweiten)
Wellenleiterschicht 16 (Fig. 1) oder innerhalb der n-lei-
tenden (ersten) Wellenleiterschicht 12 (Fig. 2) integriert
sein. Die Position des Braggschen Gitters 20 ist jedoch
nicht auf die Ausfilhrungsbeispiele der Figuren 1 und 2
beschrankt. Vielmehr ist es alternativ auch moglich, das
Braggsche Gitter 20 innerhalb einer der Mantelschichten
Zu integrieren oder an einer der Grenzflachen zwischen
Mantelschicht und Wellenleiterschicht anzuordnen. Es
ware sogar denkbar, das Braggsche Gitter 20 im &ulieren
(zu den Kontakten zeigenden) Randbereich der Mantel-
schichten anzuordnen.

[0043] Weiterhin weist die Laserdiode vorzugsweise
an den seitlichen, gegeniberliegenden Enden (hier nicht
dargestellte) passivierte Facetten mit Reflektivitaten auf,
welche durch die Beschichtung mit diunnen dielektri-
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schen Schichten individuell eingestellt und an die jewei-
lige Funktionsweise des Lasers angepasst werden kén-
nen. Die fir den Laserbetrieb erforderliche Riickkopp-
lung des sich entlang des Wellenleiters ausbreitenden
Lichts kommt durch die Wirkung des Gitters und der Fa-
cetten zustande.

[0044] Dadie Verwendung von aluminiumhaltigen Ma-
terialien (z.B. AlGaAs als halbleitendes aluminiumhailti-
ges Material fur die Wellenleiterschicht) fur Laserdesigns
mit Emissionswellenléange im Bereich von 600 nm bis
1600 nm vorteilhaft ist, ist es wilnschenswert, das Bragg-
sche Gitter 20 innerhalb oderauf einer aluminiumhaltigen
Schicht (Wellenleiterschicht oder Mantelschicht) auszu-
bilden, jedoch ohne die aluminiumhaltige Halbleiterober-
flache zu oxidieren, da dies mit einer Reduzierung der
Leistung aufgrund eines defektreichen Kristallwachs-
tums der Folgeschichten einherginge. Natirlichkann das
Braggsche Gitter 20 auch zwischen zwei Schichten an-
geordnet sein, wobei mindestens eine der Schichten eine
aluminiumhaltige Schicht ist.

[0045] WieinFig. 1und 2 dargestellt, weist das Bragg-
sche Gitter 20, das jeweils in einer der Wellenleiter-
schichten (12 bzw. 16) integriert ist, in einer bevorzugten
Ausfihrungsvariante einen Gittersteg 20a (aus einem
aluminiumfreien Material), eine Region 20b mit erhéhtem
Aluminiumgehaltim Bereich der Gitterstege 20aund eine
Region 20c mit reduziertem Aluminiumgehalt im Bereich
zwischen den Gitterstegen 20a auf.

[0046] Aufgrund der erfindungsgemalien Aufteilung
des Wachstumsprozesses der aluminiumhaltigen
Schicht des Braggschen Gitters 20 in zwei Teilschritte
istes méglich, eine Oxidierung der Grenzfldche zwischen
dem Bragg-Gitter (das auch eine aluminiumhaltige
Schicht umfassen kann) und der mindestens einen alu-
miniumhaltigen Schicht (der Laserdiode, wie zum Bei-
spiel einer Wellenleiterschicht) zu vermeiden, so dass
die Konzentration von Sauerstoff im Bereich der Grenz-
fliche bevorzugt kleiner als 107cm-3 ist. Dies fiihrt trotz
einer (aufgrund des Bragg-Gitters erreichten) Stabilisie-
rung der Emissionswellenlange zu keiner Reduzierung
der Leistung bzw. des Wirkungsgrades.

[0047] Fig. 3 zeigt die einzelnen Verfahrensschritte ei-
ner Vielzahl bevorzugter Ausfihrungsbeispiele zur erfin-
dungsgemaflen Herstellung einer Laserdiode mit inte-
griertem Bragg-Gitter.

[0048] Zunachst wird eine aluminiumhaltige Schicht 1
vorgesehen, die geman einer bevorzugten Ausfilhrungs-
variante Teil eines Diodenlasers ist. Jedoch ist die vor-
liegende Erfindung nicht auf die Anwendung eines Dio-
denlasers beschrankt. Vielmehristes auch méglich, eine
mittels des erfindungsgemaRen Verfahrens strukturierte
aluminiumhaltige Schicht in anderen Bauteilen zu ver-
wenden, deren Herstellung und Funktion auf &hnlichen
Technologien basieren.

[0049] Zur Veranschaulichung der vorliegenden Erfin-
dung entspricht die Schicht 1 in Fig. 3 der Wellenleiter-
schicht 16in Fig. 1 bzw. der Wellenleiterschicht 12 in Fig.
2.
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[0050] ZurlIntegration eines Bragg-Gitters 20 ist es er-
findungsgemalf vorgesehen, innerhalb eines Reaktors
eine aluminiumhaltige Schicht 1 aufzuwachsen und auf
die aluminiumhaltige Schicht 1 eine kontinuierliche alu-
miniumfreie Schicht 2 aufzubringen, die die aluminium-
haltige Schicht 1 vor einer Oxidation in einem spateren
Verfahrensschritt (Schritt S103) auBRerhalb des Reaktors
schitzen wird. Weiterhin wird auf die kontinuierliche alu-
miniumfreie Schicht 2 eine aluminiumfreie Masken-
schicht 3 aufgebracht (Schritt $101). Danach wird der
Schichtenstapel 1, 2, 3 aus dem (hier nicht dargestellten
Reaktor) genommen und es wird eine Lackmaske 4 auf
die kontinuierliche Maskenschicht 3 aufgebracht (Schritt
$5102). Danach wird die Lackmaske 4 mittels herkémm-
licher Techniken strukturiert, wobei die Struktur der Lack-
maske 4 der spateren Struktur bzw. der spéteren inver-
sen Struktur des Braggschen Gitters 20 entspricht
(Schritt S103). Beispielsweise wird eine periodische Li-
nienstrukturin die photosensitive Lackschicht 4 belichtet.
AnschlieRend wird der photosensitive Lack 4 entwickelt
und als Atzmaske fur das Atzen der oberen aluminium-
freien Schicht 3 verwendet.

[0051] Nachfolgend wird die aluminiumfreie Masken-
schicht 3 unter Zuhilfenahme der Lackmaske 4 struktu-
riert (geétzt), wobei die Struktur der Maskenschicht 3 der
Struktur der Lackmaske 4 entspricht oder im Wesentli-
chen entspricht (Schritt S104). Je nach gewahlten Ma-
terialien kann die Breite der durch das Atzen erzeugten
Stege der strukturierten Maskenschicht 3 breiter oder
schmaler (Unteratzen) als die Stege der Lackmaske 4
sein. Jedoch korrespondieren die Positionen der Stege
der strukturierten Maskenschicht 3 mit den Positionen
der Stege der Lackmaske 4.

[0052] Danach wird die Lackmaske 4 entfernt (Schritt
$105). Danach wird der in Schritt S105 dargestellte
Schichtenstapel 1, 2, 3 (mit einer strukturierten Masken-
schicht 3, die periodische Stege aufweist) in einen Re-
aktor verbracht.

[0053] Das Vorhandensein der unteren aluminiumfrei-
en Schicht 2 ist vorteilhaft, um die Oberflachen-Korruga-
tion in die untere aluminiumhaltige Schicht 1 abformen
zu kénnen. Die Notwendigkeit begriindet sich aus der
Anforderung, die untere aluminiumhaltige Schicht 1 vor
dem atmosphérischen Sauerstoff zu schitzen und aus
der vorzugsweise selektiven Atzung der oberen alumini-
umfreien Schicht 3, die auf der unteren aluminiumfreien
Schicht 2 stoppt.

[0054] Nachfolgend wird die aluminiumfreie Schicht 2
im Reaktor geatzt (Schritt S106). GemaR einer ersten
bevorzugten Ausfilhrungsvariante (Variante 1) ist es je-
doch nicht erforderlich, dass die aluminiumfreie Schicht
2 derart geétzt wird, dass die aluminiumhaltige Schicht
1 freiliegt. Zur Erzeugung eines Bragg-Gitters 20 reicht
es bereits aus, wenn die aluminiumfreie Schicht 2 auf
eine gewisse Schichtdicke reduziert wird, so dass auf-
grund der Stege der Maskenschicht 3 eine abgestufte
aluminiumfreie Schicht 2 vorhanden ist, d.h. die alumini-
umfreie Schicht 2 weist eine periodische Struktur aus
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Stegen (grofRere Dicke im Bereich der Stege der Mas-
kenschicht 3) und Graben (geringere Dicke im Bereich
zwischen den Stegen der Maskenschicht 3) auf - wie der
in Schritt S106 dargestellte Schichtenstapel 1, 2, 3. Dann
ist es geman der ersten bevorzugten Ausfilhrungsvari-
ante (Variante 1) moglich, auf diese periodisch struktu-
rierte aluminiumfreie Schicht 2 eine weitere bevorzugt
aluminiumhaltige Schicht 5 aufzubringen.

[0055] Die Wirkung des Bragg-Gitters kommt dadurch
zustande, dass sich der effektive Brechungsindex eines
transversalen Schnittes durch einen Gittersteg vom ef-
fektiven Brechungsindex eines transversalen Schnittes
zwischen zwei Gitterstegen unterscheidet. Folglich ist
der effektive Brechungsindex in der longitudinalen Aus-
breitungsrichtung des Lichtes periodisch moduliert.
[0056] Wenn die Schicht 5 aluminiumhaltig ist, kann
zusatzlich der Aluminiumgehalt wahrend des Aufwachs-
Prozesses aufgrund der Struktur der unterliegenden
Schichten 2, 3 in den Bereichen zwischen und Uber den
Stegen der Maskenschicht 3 variieren, so dass die alu-
miniumhaltigen Schicht 5 eine periodische Struktur von
hohem Aluminiumgehalt (im Bereich der Stege der Mas-
kenschicht 3 - siehe auch 20b in Fig. 1 und 2) und nied-
rigem Aluminiumgehalt (im Bereich zwischen den Ste-
gen der Maskenschicht 3 - siehe auch 20c¢ in Fig. 1 und
2) aufweist (im Schritt S115 nicht eingezeichnet). Die pe-
riodische Variation des Aluminiumgehalts geht mit einer
zusatzlichen periodischen Variation der Brechzahl ein-
her, welche die Wirkung des Bragg-Gitters verstarken
(bevorzugt) oder abschwachen kann. Das aus mindes-
tens einem der genannten Effekte resultierende Bragg-
Gitter bewirkt eine spektrale Stabilisierung der Emissi-
onswellenldnge der Laserdiode.

[0657] In der Variante 1 kann auch ein Teil der Mas-
kenschicht 3 im Bragg-Gitter 20 verbleiben.

[0058] Esistméglich, die Oberflachen-Korrugation der
Schicht 3 nur bis in die untere aluminiumfreie Schicht 2
abzuformen, so dass eine dinne, kontinuierliche alumi-
niumfreie Schicht 2 die untere aluminiumhaltige Schicht
1 bedeckt. Tatsachlich erzielen auf diese Weise herge-
stellte DFB-BA Laser sehr hohe Leistungen (= 11 W)und
Konversionseffizienzen (~ 58 %). Lediglich der Serien-
widerstand ist, bedingt durch die kontinuierliche alumini-
umfreie Schicht 2 etwas héher als bei Lasern, wo diese
Schicht 2 zwischen den Gitterstegen entfernt ist (Varian-
ten 2 und 3).

[0059] GemaR einer zweiten bevorzugten Ausfih-
rungsvariante (Variante 2) wird die aluminiumfreie
Schicht 2 im Reaktor, nahezu unter Ausschluss von Sau-
erstoff, so dass die Oxidation der Oberflache verhindert
wird, derart geéatzt, dass die aluminiumhaltige Schicht 1
freiliegt (Schritt S107). Der Atzangriff kann gemaR Vari-
ante 2 wahlweise beendet sein, wenn die aluminiumhal-
tige Schicht 1 zwischen den Gitterstegen, bestehend aus
den aluminiumfreien Schichten 2 und 3 freigelegt ist
(Schritt 107), oder der Atzangriff kann Uber die Grenzfla-
che zwischen den Schichten 2 und 1 hinaus fortgesetzt
werden (Schritt 108). Dann kann wieder eine weitere be-
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vorzugt aluminiumhaltige Schicht 5 aufgewachsen wer-
den (Schritt 109).

[0060] Wie in Variante 1 kommt die Wirkung des
Bragg-Gitters dadurch zustande, dass sich der effektive
Brechungsindex eines transversalen Schnittes durch ei-
nen Gittersteg vom effektiven Brechungsindex eines
transversalen Schnittes zwischen zwei Gitterstegen un-
terscheidet (nachfolgend auch als Effekt 1 bezeichnet).
Wenn die Schicht 5 aluminiumbhaltig ist, kann zuséatzlich
der Aluminiumgehalt wahrend des Aufwachs-Prozesses
aufgrund der Struktur der unterliegenden Schichten 2, 3
in den Bereichen zwischen und Uber den Stegen der
Maskenschicht 3 variieren, so dass die aluminiumhalti-
gen Schicht 5 eine periodische Struktur von hohem Alu-
miniumgehalt (im Bereich der Stege der Maskenschicht
3 - sieche auch 20b in Fig. 1 und 2) und niedrigem Alumi-
niumgehalt (im Bereich zwischen den Stegen der Mas-
kenschicht 3 - siehe auch 20c¢ in Fig. 1 und 2) aufweist
(im Schritt S109 nicht eingezeichnet) nachfolgend auch
als Effekt 2 bezeichnet). Die periodische Variation des
Aluminiumgehalts geht mit einer zusatzlichen periodi-
schen Variation der Brechzahl einher, welche die Wir-
kung des Bragg-Gitters verstérken (bevorzugt) oder ab-
schwachen kann. Das aus mindestens einem der ge-
nannten Effekte resultierende Bragg-Gitter bewirkt eine
spektrale Stabilisierung der Emissionswellenléange der
Laserdiode.

[0061] In einer weiteren bevorzugten Ausfilhrungsva-
riante (Variante 3) wird die aluminiumhaltige Schicht 1
im Reaktor, nahezu unter Ausschluss von Sauerstoff, so
dass die Oxidation der Oberflache verhindert wird, noch
weiter geatzt, so dass die Maskenschicht 3 vollstéandig
weggeatzt wird (Schritt 110), die Stege/Graben der alu-
miniumhaltige Schicht 1 noch tiefer werden (Schritt 111)
oder sogar die aluminiumfreie Schicht 2 vollstandig weg-
geétzt wird (Schritt 112). Nach jedem der Schritte S110,
S111und S112kann wieder eine weitere, bevorzugt alu-
miniumhaltige Schicht 5 aufgewachsen werden.

[0062] Die Wirkung des Bragg-Gitters kommt dadurch
zustande, dass sich der effektive Brechungsindex eines
transversalen Schnittes durch einen Gittersteg vom ef-
fektiven Brechungsindex eines transversalen Schnittes
zwischen zwei Gitterstegen unterscheidet (Effekt 1).
Wenn die Schicht 5 aluminiumbhaltig ist, kann zuséatzlich
der Aluminiumgehalt wahrend des Aufwachs-Prozesses
aufgrund der Struktur der unterliegenden Schichten 2, 3
in den Bereichen zwischen und Uber den Stegen der
Maskenschicht 3 variieren, so dass die aluminiumhalti-
gen Schicht 5 eine periodische Struktur von hohem Alu-
miniumgehalt (im Bereich der Stege der Maskenschicht
3 - siehe auch 20b in Fig. 1 und 2) und niedrigem Alumi-
niumgehalt (im Bereich zwischen den Stegen der Mas-
kenschicht 3 - siehe auch 20c in Fig. 1 und 2) aufweist
(im Schritt S114 eingezeichnet) (Effekt 2). Die periodi-
sche Variation des Aluminiumgehalts geht mit einer zu-
satzlichen periodischen Variation der Brechzahl einher,
welche die Wirkung des Bragg-Gitters verstarken (be-
vorzugt) oder abschwachen kann. Das aus beiden Ef-
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fekten resultierende Bragg-Gitter bewirkt eine spektrale
Stabilisierung der Emissionswellenldnge der Laserdio-
de.

[0063] Der Aluminiumgehalt der Schicht 5 kann einer-
seits so gewahlt der werden, dass er dem Aluminiumge-
halt der Schicht 1 entspricht oder im Wesentlichen ent-
spricht (Abweichung bevorzugtkleiner 5 %). Die Wirkung
des Bragg-Gitters kommt in diesem Fall dadurch zu Stan-
de, dass sich Bereiche 5a mit unverdndertem Alumini-
umgehalt, Bereiche 5b mit erhéhtem Aluminiumgehalt
und Bereiche 5c¢ mit reduziertem Aluminiumgehalt
(Schritt 114) ausbilden.

[0064] Andererseits ist es moglich, dass die Schicht 5
einen von der Schicht 1 unterschiedlichen Aluminiumge-
halt besitzt (Schritt 113), wodurch eine Wirkung des
Bragg-Gitters auch dann zustande kommt, wenn nur Ef-
fekt 1 und nicht Effekt 2 beitragt.

[0065] Es gibt erfindungsgemal (wie oben erldutert)
nicht notwendigerweise lediglich eine separate Gitter-
schicht 20, sondern es kann eine Vielzahl von Schichten
zur Gitterwirkung beitragen. Welche Schichten das sind,
hangt jeweils von der Herstellung ab (siehe Varianten 1,
2 und 3 in der Figur).

[0066] Als Bragg-Gitter 20 wird eine periodische Mo-
dulation des komplexen Brechungsindex in der longitu-
dinalen Ausbreitungsrichtung des Lichtes verstanden.
[0067] Die Wirkung des Bragg-Gitters 20 als optisches
Gitter ergibt sich aus dem Kontrast des effektiven Bre-
chungsindex zwischen transversalen Schnittebenen, der
zu einer Bragg-Streuung fuhrt und zu konstruktiver Inter-
ferenz der gestreuten Anteile des Lichts, welche die
Bragg-Bedingung der ersten oder einer héheren Ord-
nung (bei Bragg-Gittern héherer Ordnung) erflllen.
[0068] Bei den mit dem in Fig. 3 dargestellten, erfin-
dungsgeméaflen Verfahren hergestellten Laserdioden,
kann eine Oxidierung der Grenzflache zwischen dem
Bragg-Gitter 20 und der mindestens einen aluminium-
haltigen Schicht (12, 14, 16 oder 18) vorteilhafterweise
vermieden werden. Die Konzentration von Sauerstoffim
Bereich der Grenzflache ist deshalb besonders bevor-
zugt kleiner als 0,01 % bzw. < 1017 cm-3.

[0069] Bevorzugt ist die Dichte der Sauerstoff-Atome
im Halbleitermaterial geringer als 101® cm3, besonders
bevorzugt geringer als 1018 cm-3 und noch bevorzugter
geringer als 1017 cm=3. Der Einfluss von Atzzeit (Schritte
104 bis 112) auf den Sauerstoffgehalt ist in Fig. 4 darge-
stellt, wobei MS die Mantelschicht 14 bzw. 18 und WL
die Wellenleiterschicht 12 zw. 16 reprasentieren. Das
dargestellte Gitter besteht vor der Atzung aus einer 25
nm dicken strukturierten (selektiv durchgeatzten) Mas-
kenschicht aus Galliumarsenid und aus einer 20 nm di-
cken aluminiumfreien Schicht aus Galliumindiumphos-
phid. Es hat sich herausgestellt, dass der Konversions-
wirkungsgrad einer mit dem erfindungsgemanien Verfah-
ren hergestellten Laserdiode mit einem Sauerstoffgehalt
groRer als 1018 cm= an der Grenzflache zwischen dem
ersten und dem zweiten Wachstumsprozess (entspricht
einer Gesamtatzzeit < 100 s) kleiner als 50 % betragt.
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Weiterhin betragt der Konversionswirkungsgrad einer
mitdem erfindungsgemafRen Verfahren hergestellten La-
serdiode miteinem Sauerstoffgehaltkleiner als 1018 cm-3
(entspricht einer Gesamtatzzeit von 120 s) zirka 58 %

und

der Konversionswirkungsgrad einer mit dem erfin-

dungsgemalen Verfahren hergestellten Laserdiode mit
einem Sauerstoffgehalt kleiner als 1017 cm-3 (entspricht
einer Gesamtatzzeit von mehr als 140 s) betragt mehr
als 60 %. Es ist daher erfindungsgemaR besonders be-
vorzugt, eine Gesamtatzzeit von mehr als 140 s fur die-

sen Reaktortyp zu wéahlen.
Bezugszeichenliste

[0070]

1 Erste, aluminiumhaltige Schicht
2 Aluminiumfreie Schicht

3 Aluminiumfreie Maskenschicht
4 Lackmaske

5 Zweite aluminiumhaltige Schicht

5a Region mit unverandertem Aluminiumgehalt
5b Region mit erhdhtem Aluminiumgehalt

5c Region mit reduziertem Aluminiumgehalt

10 Aktive Schicht

12 Erste Wellenleiterschicht (n-leitend)

14 Erste Mantelschicht (n-leitend)

16 Zweite Wellenleiterschicht (p-leitend)

18 Zweite Mantelschicht (p-leitend)

20 Bragg-Gitter Region

20a Gittersteg

20b  Region mit erhéhtem Aluminiumgehalt

20c  Region mit reduziertem Aluminiumgehalt

28 Substrat (n-leitend)

30 P-Kontakt

32 N-Kontakt

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Diodenlasers mit

folgenden Verfahrensschritten:

Ausbilden einer ersten Mantelschicht (14), einer
ersten Wellenleiterschicht (12), einer aktiven
Schicht (10), einer zweiten Wellenleiterschicht
(16), und einer zweiten Mantelschicht (18), wo-
bei mindestens eine Schichtausgewahltaus der
Gruppe erste Mantelschicht (14), erste Wellen-
leiterschicht (12), zweite Wellenleiterschicht
(16) und zweite Mantelschicht (18) eine erste
aluminiumhaltige Schicht (1) aufweist; und Aus-
bilden eines Bragg-Gitters (20) auf oder inner-
halb der ersten aluminiumhaltigen Schicht (1),
wobei die Ausbildung des Bragg-Gitters (20)fol-
gende Schritte umfasst:

(a) auf die erste aluminiumhaltige Schicht
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(1) wird innerhalb eines Reaktors eine kon-
tinuierliche aluminiumfreie Schicht (2) auf-
gebracht, und nachfolgend auf die alumini-
umfreie Schicht (2) eine kontinuierliche alu-
miniumfreie Maskenschicht (3) derart auf-
gebracht, dass die erste aluminiumhaltige
Schicht (1) vollstandig von der kontinuierli-
chenaluminiumfreien Schicht (2) iberdeckt
wird (S101),

(b) nachfolgend wird aulRerhalb des Reak-
tors eine Lackmaske (4) auf die kontinuier-
liche Maskenschicht (3) aufgebracht (S102)
und strukturiert (S103), und nachfolgend
wird die kontinuierliche Maskenschicht (3)
durch Atzung derart strukturiert, dass die
Maskenschicht (3) der Struktur der Lack-
maske (4) entspricht oder im Wesentlichen
entspricht, die aluminiumfreie Schicht (2)
zumindest teilweise freiliegt und die alumi-
niumhaltige Schicht (1) von der aluminium-
freien Schicht (2) vollstandig Uberdeckt wird
(S104, S105),

(c) nachfolgend wird die aluminiumfreie
Schicht (2) innerhalb eines Reaktors durch
Abformung der strukturierten Masken-
schicht (3) mittels eines gasférmigen Atz-
mediums derart strukturiert, dass die alumi-
niumfreie Schicht (2) eine Gitterstruktur auf-
weist (5106), und

(d) nachfolgend wird innerhalb eines Reak-
tors eine zweite Schicht (5) aufgebracht
(8109, S113, 5114, S115),

dadurch gekennzeichnet, dass

die aluminiumfreie Schicht (2) vor Durchflihrung
des Verfahrensschrittes d) derart strukturiert
wird, dass die aluminiumhaltige Schicht (1) von
der aluminiumfreien Schicht (2) nicht freigelegt
wird (S115), oder dass die aluminiumfreie
Schicht (2) vor Durchfihrung des Verfahrens-
schrittes d) vollstédndig weggeétzt wird (S112).

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Schicht (5) eine aluminiumhaltige Schicht
ist.

Verfahren nachmindestens einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

Verfahrensschritt b) auRerhalb des in Verfahrens-
schritt a) verwendeten Reaktors durchgefuhrt wird.

Verfahren nachmindestens einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Sauerstoffpartialdruck innerhalb des Reaktors
wahrend der Verfahrensschritte a), ¢) und d) kleiner
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als 5106 Pa ist.

Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Sauerstoffpartialdruck wéhrend der Durchfih-
rung des Verfahrensschrittes b) groRer als 5*10-6 Pa
ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Maskenschicht (3) vor Durchfiihrung des Verfah-
renschrittes d) vollstandig weggeétzt wird (S110,
S111).

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schicht (5) aluminiumhaltig ist und dass der Alu-
miniumgehalt der Schicht (5) im Verfahrensschritt d)
in einem Bereich oberhalb der in Verfahrensschritt
¢) strukturierten Oberfliche eine raumlich inhomo-
gene Verteilung der Aluminiumkonzentration auf-
weist.

Verfahren nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schicht (5) im Verfahrensschritt d) Bereiche mit
einem héheren Aluminiumgehalt (5b), Bereiche mit
einem geringeren Aluminiumgehalt (5¢) und ober-
halb davon einen durchgehenden Bereich miteinem
nominellen Aluminiumgehalt (5a) (S114) aufweist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

als aluminiumfreie Maskenschicht (3) Galliumarse-
nid oder Galliumarsenidphosphid verwendet wird
und/oder als aluminiumfreie Schicht (2) ein Verbin-
dungshalbleiter-Material, welches ein Element aus-
gewahlt aus der Gruppe Indium, Gallium, Phosphor,
Arsen, Antimon und Stickstoff umfasst, verwendet
wird.

Verfahren nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

als aluminiumfreie Schicht (2) Galliumarsenid, Gal-
liumindiumphosphid oder Galliumarsenidphosphid
verwendet wird.

Diodenlaser, hergestellt nach einem Verfahren ge-
mé&nR einem der Anspriiche 1 bis 10, aufweisend:

eine erste Mantelschicht (14), eine erste Wel-
lenleiterschicht (12), die auf der ersten Mantel-
schicht (14) angeordnet ist, eine aktive Schicht
(10), die zur Strahlungserzeugung geeignet ist
und die auf der ersten Wellenleiterschicht (12)
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angeordnet ist, eine zweite Wellenleiterschicht
(16), die auf der aktiven Schicht (10)angeordnet
ist, und eine zweite Mantelschicht (18), die auf
derzweiten Wellenleiterschicht (16)angeordnet
ist, wobei mindestens eine Schicht ausgewahit
aus der Gruppe erste Mantelschicht (14), erste
Wellenleiterschicht (12), zweite Wellenleiter-
schicht (16) und zweite Mantelschicht (18) alu-
miniumhaltig istoder eine aluminiumbhaltige Teil-
schicht (1) aufweist; und ein Bragg-Gitter (20),
wobei das Bragg-Gitter (20) auf oder innerhalb
der mindestens einen aluminiumhaltigen
Schicht (1) ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Grenzflaiche zwischen dem Bragg-Gitter
(20) und der mindestens einen aluminiumhalti-
gen Schicht (1) eine Konzentration von Sauer-
stoff von kleiner als 1*1017 cm-3 aufweist.

Claims

A method for producing a diode laser, having the
following method steps:

forming a first cladding layer (14), a first
waveguide layer (12), an activelayer (10), a sec-
ond waveguide layer (16), and a second clad-
ding layer (18), wherein at least one layer se-
lected from the group of first cladding layer (14),
first waveguide layer (12), second waveguide
layer (16) and second cladding layer (18) has a
first aluminium-containing layer (1); and forming
a Bragg grating (20) on or within the first alumin-
ium-containing layer (1), wherein the formation
ofthe Bragg grating (20) comprises the following
steps:

(a) a continuous aluminium-free layer (2) is
deposited onto the first aluminium-contain-
ing layer (1) within a reactor, and a contin-
uous aluminium-free mask layer (3) is sub-
sequently deposited onto the aluminium-
free layer (2) such that the first aluminium-
containing layer (1) is completely covered
by the continuous aluminium-free layer (2)
(8101),

(b) aresist mask (4) is subsequently depos-
ited onto the continuous mask layer (3)
(S102) and structured (S103) outside the
reactor, and the continuous mask layer (3)
is subsequently structured by etching such
that the mask layer (3) corresponds or sub-
stantially corresponds to the structure of the
resistmask (4), the aluminium-free layer (2)
is at least partially exposed and the alumin-
ium-containing layer (1) is completely cov-
ered by the aluminium-free layer (2) (5104,
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S$105),

(c) the aluminium-free layer (2) is subse-
quently structured within a reactor by im-
pressing the structured mask layer (3) by
means of a gaseous etching medium such
that the aluminium-free layer (2) has a grid
structure (S106), and

(d) a second layer (5) is subsequently de-
posited within a reactor (5109, S113, S114,
S115),

characterised in that

the aluminium-free layer (2) is structured such
that the aluminium-containing layer (1) is not ex-
posed by the aluminium-free layer (2) (S115)
before performing method step d) or the alumin-
ium-free layer (2) is completely etched away
(S112) before performing method step d).

The method according to Claim 1,

characterised in that

the second layer (5) is an aluminium-containing lay-
er.

The method according to at least one of the preced-
ing claims,

characterised in that

method stepb) is performed outside the reactorused
in method step a).

The method according to at least one of the preced-
ing claims,

characterised in that

the partial pressure of oxygen inside the reactor
while performing method steps a), ¢) and d) is less
than 5*10-6 Pa.

The method according to Claim 4,

characterised in that

the partial pressure of oxygen while performing the
method step b) is greater than 5710-6 Pa.

The method according to any one of the preceding
claims,

characterised in that

the mask layer (3) is completely etched away (S110,
S111) before performing method step d).

The method according to any one of the preceding
claims,

characterised in that

the layer (5) is aluminium-containing and the alumin-
ium content of the layer (5) in method step d) has a
spatially inhomogeneous distribution of the alumin-
ium concentration in a region above the surface
structured in method step ¢).

The method according to Claim 7,
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10.

1.

characterised in that

in method step d), the layer (5) has regions with a
higher aluminium content (5b), regions with a lower
aluminium content (5¢) and above these a continu-
ous region with a nominal aluminium content (5a)
(S114).

The method according to any one of the preceding
claims,

characterised in that

gallium arsenide or gallium arsenide phosphide is
used as the aluminium-free mask layer (3), and/or a
semiconductor material which comprises one ele-
ment selected from the group consisting of indium,
gallium, phosphorus, arsenic, antimony and nitrogen
is used as the aluminium-free layer (2).

The method according to Claim 8,

characterised in that

gallium arsenide, gallium indium phosphide or gal-
lium arsenide phosphide is used as the aluminium-
free layer (2).

A diode laser, produced according to a method ac-
cording to any one of Claims 1 to 10, having:

afirstcladding layer (14), afirst waveguide layer
(12) which is arranged on the first cladding layer
(14), an active layer (10) which is suitable for
generating radiation and which is arranged on
the first waveguide layer (12), a second
waveguide layer (16) which is arranged on the
active layer (10), and a second cladding layer
(18)which isarranged on the second waveguide
layer (16), wherein at least one layer selected
from the group of first cladding layer (14), first
waveguide layer (12), second waveguide layer
(16) and second cladding layer (18) contains
aluminium or has an aluminium-containing par-
tial layer (1); and a Bragg grating (20), wherein
the Bragg grating (20) is formed on or within the
at least one aluminium-containing layer (1),
characterised in that

the boundary layer between the Bragg grating
(20) and the at least one aluminium-containing
layer (1) has a concentration of oxygen less than
11017 cm3.

Revendications

1.

Procédé de fabrication d’'une diode laser, compre-
nant les étapes de procédé suivantes :

la formation d’une premiére couche d’enveloppe
(14), d’'une premiére couche de guide d'ondes
(12), d’'une couche active (10), d’une deuxiéme
couche de guide d’ondes (16), et d’'une deuxié-
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me couche d’enveloppe (18), au maoins une cou-
che choisie dans le groupe constitué par la pre-
miére couche d’enveloppe (14), la premiére
couche de guide d'ondes (12), la deuxiéme cou-
che de guide d’'ondes (16) et la deuxiéme cou-
che d’enveloppe (18) comprenant une premiére
couche contenant de I'aluminium (1) ; et

la formation d’'un réseau de Bragg (20) sur ou
dans la premiére couche contenant de I'alumi-
nium (1), la formation du réseau de Bragg (20)
comprenant les étapes suivantes :

(a) une couche continue exempte d’alumi-
nium (2) est appliguée sur la premiére cou-
che contenant de l'aluminium (1) dans un
réacteur, puis une couche de masque con-
tinue exempte d’aluminium (3) est appli-
quée sur la couche exempte d'aluminium
(2) de telle sorte que la premiére couche
contenant de l'aluminium (1) soit entiére-
ment recouverte par la couche continue
exempte d’aluminium (2) (5101),

(b) un masque de vernis (4) est appliqué
(S102) a I'extérieur du réacteur sur la cou-
che de masque continue (3), et structuré
(S103), puis la couche de masque continue
(3)est structurée par décapage, de telle sor-
te que la couche de masque (3) correspon-
de ou corresponde essentiellement a la
structure du masque de vernis (4), que la
couche exempte d’aluminium (2) soit au
moins partiellement dégagée et que la cou-
che contenant de I'aluminium (1) soit entie-
rement recouverte par la couche exempte
d’aluminium (2) (5104, S105),

(c) la couche exempte d’aluminium (2) est
structurée dans un réacteur par moulage de
la couche de masque structurée (3) au
moyen d’un milieu décapant gazeux, de tel-
le sorte que la couche exempte d'aluminium
(2) présente une structure de réseau
(S106),

(d) une deuxiéme couche (5) est appliquée
dans un réacteur (S109, S113, S114,
S115),

caractérisé en ce que

la couche exempte d’aluminium (2) est structu-
rée avant la réalisation de I'étape de procédé d)
de telle sorte que la couche contenant de I'alu-
minium (1) ne soit pas dégagée de la couche
exempte d’aluminium (2) (S115), ou de telle sor-
te que la couche exempte d’aluminium (2) soit
entierement décapée (S112) avant laréalisation
de I'étape de procédé d).

2. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que
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1

la deuxiéme couche (5) est une couche contenant
de l'aluminium.

Procédé selon au moins I'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que

I’étape de procédé b) est réalisée a I'extérieur du
réacteur utilisé a I'étape de procédé a).

Procédé selon au moins I'une quelconque des re-
vendications précédentes,

caractérisé en ce que

la pression partielle d’'oxygeéne dans le réacteur pen-
dant les étapes de procédé a), c) et d) est inférieure
a5"10% Pa.

Procédé selon la revendication 4,

caractérisé en ce que

la pression partielle d’oxygéne pendant la réalisation
de I'étape de procédé b) est supérieure & 5*10-6 Pa.

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes,

caractérisé en ce que

la couche de masque (3) est entierement décapée
(8110, S111) avant la réalisation de I'étape de pro-
cédé d).

Procédé selon I'une quelconque des revendications
précédentes,

caractérisé en ce que

la couche (5) contient de I'aluminium, et en ce que
la teneur en aluminium de la couche (5) a I'étape de
procédé d) présente dans une zone au-dessus de
la surface structurée a l'étape de procédé c) une
distributioninhomogéne dans'espace de la concen-
tration en aluminium.

Procédé selon la revendication 7,

caractérisé en ce que

la couche (5) a I'étape de procédé d) présente des
zones ayant une teneur en aluminium plus élevée
(5b), des zones ayant une teneur en aluminium plus
faible (5¢) et, au-dessus de celles-ci, une zone con-
tinue ayant une teneur en aluminium nominale (5a)
(S114).

Procédé selon I'une quelcongue des revendications
précédentes,

caractérisé en ce que

de l'arséniure de gallium ou de I'arséniure-phosphu-
re de gallium est utilisé en tant que la couche de
masqgue exempte d’aluminium (3), et/ou un matériau
semiconducteur composé, quicomprend un élément
choisi dans le groupe constitué par Findium, le gal-
lium, le phosphore, I'arsenic, 'antimoine et 'azote,
est utilisé en tant que la couche exempte d’alumi-
nium (2).
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10. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
de 'arséniure de gallium, du phosphure de gallium
et d’indium ou de I'arséniure-phosphure de gallium
est utilisé en tant que la couche exempte d'alumi- 5
nium (2).

11. Diode laser, fabriquée par un procédé selon l'une
guelconque des revendications 12 10, comprenant :

10
une premiére couche d’enveloppe (14), une pre-
miére couche de guide d'ondes (12), qui est
agencée sur la premiére couche d’enveloppe
(14), une couche active (10), qui est appropriée
pour la génération d’'un rayonnement et qui est 15
agencée sur la premiére couche de guide d'on-
des (12), une deuxiéme couche de guide d'on-
des (16), qui est agencée sur la couche active
(10), et une deuxiéme couche d’enveloppe (18),
qui estagencée surla deuxieme couche de gui- 20
de d’ondes (16), au moins une couche choisie
dans le groupe constitué parla premiére couche
d’enveloppe (14), la premiére couche de guide
d'ondes (12), ladeuxiéme couche de guide d'on-
des (16) et la deuxiéme couche d’enveloppe 25
(18) contenant de l'aluminium ou comprenant
une couche partielle contenant de I'aluminium
(1) ; et un réseau de Bragg (20), le réseau de
Bragg (20) étant formé sur ou dans ladite au
moins une couche contenant de 'aluminium (1), 30
caractérisée en ce que
l'interface entre le réseau de Bragg (20) et ladite
au moins une couche contenant de I'aluminium
(1) présente une concentration en oxygene de
moins de 171017 cm-3. 35
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